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Comportamiento electroquimico del Cu en el liquido idnico cloruro de 1-butil-
3-metil-imidazolio (BMIMCI) sobre Pt. Electrodeposicién de peliculas
nanocristalinas de cobre.
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1. INTRODUCCION

El cobre juega un papel estratégico en
electrénica, particularmente en la fabricacion de
circuitos impresos y en las interconexiones entre
circuitos, en las cuales el Cu ha ido reemplazando al
Al (histéricamente el interconector dominante). La
formacion de capas finas de Cu, continuas y libres de
huecos es esencial para la fabricacion de
interconectores de Cu en microelectronica.

El  presente trabajo versa sobre el
comportamiento electroquimico de los
clorocomplejos de cobre y la electrodeposicion de Cu
metalico, en un liquido iénico rico en cloruros,
cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio (BMIMCI),
sobre un electrodo de Pt a 343, 353 and 363 K.

2. METODOLOGIA

El montaje experimental, preparacién y manejo
del liquido i6nico, asi como los electrodos y equipos
utilizados han sido descritos previamente [1].

3. RESULTADOS

Bajo atmésfera de N,, sobre Pt y en BMIMCI, el
Cu(l) puede oxidarse a Cu(ll) y reducirse a Cu(0).
Los valores de los potenciales normales aparentes de
los sistemas implicados muestran que los iones Cu(ll)
pueden reducirse a Cu(l) mediante la adicion de
Cu(0) segun la reaccion: Cu(ll) + Cu(0) = 2Cu(l).

Sobre electrodo de Pt, el intercambio
Cu(I)/Cu(l) es cuasi-reversible, determinandose por
primera vez, la constante de velocidad de
transferencia de carga, k% y el coeficiente de
transferencia de carga, o, mediante simulacion de los
voltamperogramas, analisis conjunto de los mismos y
sus curvas de convolucion, y por reconstruccion de
las curvas I-E en régimen estacionario.

Los coeficientes de difusion de los
clorocomplejos de Cu(ll) y Cu(l) se han calculado por

diversas técnicas electroanaliticas y se ha verificado
el cumplimiento de la ley de Arrhenius.

En el proceso de electrodeposicion de Cu
metalico, la nucleacién y el crecimiento cristalino
juegan un papel fundamental. Se han obtenido
electrodepdsitos de Cu mediante electrolisis
potenciostatica directa y pulsante.
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Figura 1.- Voltamperograma obtenido a 363K con
una disolucién de Cu(l) sobre Pt a 50 mV s

4. CONCLUSIONES

Con un 95% de confianza, no hay diferencias
significativas: (i) entre los coeficientes de difusion
obtenidos por las diferentes técnicas, y (ii) entre los
coeficientes de difusion de Cu(ll) y Cu(l)

Las curvas |-t experimentales siguen los modelos
tedricos basados en nucleacion instantanea con
crecimiento tridimensional de los ndcleos.

El analisis MEB de los electrodepdsitos de Cu
muestra  diferentes  caracteristicas morfolégicas
dependiendo de sus condiciones de obtencidn.
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